
PicoMaster XF 500-H

GLV极速、全息库 –– 创造极致的3D微结构

大幅面无掩模激光直写解决方案

• 更高集成 • 更快效率 • 更大幅面 



系统优点

激光直写

PicoMaster XF 500-H

ü 使用GLV （Grating Light Valve）技术，可实现高达1000个单位像素的激光束高速并行直写；

ü 构建独立设计库，可完成最高自由度的3D光刻，并支持标准图像源、个性化的3D设计源；

ü 支持最大 0.5米 x 0.5米的激光直写面积，低规格条件下，直写只需55个小时；

ü 选择关闭灰度写入功能，直写相同曝光面积，其直写速度将提升2倍；

ü 可定制更大幅面的无掩模激光直写系统解决方案；

        PicoMaster XF 500-H 是一款具有超高精度的多功能紫外激光直写设备，它具有每毫米

超过1200条线的输出能力，特别适合用户在光敏层上自由地创造微结构。独有的全息设计

软件，提供了许多预先安装的全息效果及其光栅、结构的运算方法，它们可以很轻松地将

把这些效果组合起来，十分利于用户的产品开发。同时软件也允许用户添加自己的算法和

结构，来定制数据库、完善产品设计。

        PicoMaster XF 500-H 高速并行直写采用了光栅阀（GLV）

技术，它运用微型机电系统（MEMS）技术以及光学、物理学

来解释光的反射与描述特定“像点”或像素的多条带状结构之间

的联系。将带状物移动一小段距离会改变反射光的波长。灰度

模式可以通过改变设定像素的打开与关闭的合速度来实现。这

样产生的图像就可以用一个亮光源或者用使用低功率的发光二

极管作为光源。

        PicoMaster XF 500-H 包含一款使用405纳米波长的氮化镓

激光二极管为光源的光学模组，它将单束激光切割成1000束

激光光路，可以在光刻胶上实现最小500nm线宽。这款易于操

作的工具支持256级灰度或纯二进制模式，特别适合应用于3D

光学和表面微结构。实时激光控制自动对焦系统和激光强度控

制确保整个光刻过程中稳定高质量的工作。



PicoMaster XF 500-H

安装维护

• PicoMaster XF 500-H 附带一个小型服务器架构，支持多核电脑和冷却循环回路高效工作。

• 光学模组: 采用额外的光学模组将大幅降低机器停机时间。

• 最小化维护成本，无定期维护要求。

PicoMaster XF 500-H 包含两款基于Windows的软件应用：

• 主机控制软件PicoMaster Machine Controller (PicoMMC)和全息软件 Pico Hologram & Lens Designer 

(PicoHLD)。PicoHLD 允许用户选择特征并组合图像，PicoMMC 处理这些图像并控制机器执行任务。

任务是实时处理的，它可以将准备时间减少到最小。主机控制软件允许用户设定任务序列，监视进

程，自由定义工艺和基版程序，可以扩展历史数据库。PicoMMC 支持远程在线操作，仍建议优先选

择手动操作。此外，可选择通过登录信息或智能卡进行用户权限控制。 

• 全息软件 PicoHLD 是易于操作的专业全息 、透镜 设计软件，它附带多种预先安装的数据库，易于

多效果组合的功能，开放的软件接口使用户可添加独立的运算方法到数据库。基于Microsoft 

Windows的用户界面可以快速便捷地控制所需直写模式，灰度直写模式适用于闪耀光栅和其它类

型光栅，关闭灰度直写模式可以显著提高直写速度。 



大幅面无掩模激光直写系统应用效果

PicoMaster XF 500-H

全息防伪影像效果组合 铂金浮雕 铂金浮雕

大幅透镜3D效果 菲涅尔透镜 菲涅尔透镜（部分） 光栅尺寸表征

浮雕细节表征 浮雕组合结构 带随机噪音的闪耀光栅 闪耀光栅细节表征

标准的点阵式像素 弧形光栅组合 带随机噪声的单向白噪音 微纳米加工精度表征



大幅面无掩模激光直写系统性能规格

PicoMaster XF 500-H


